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はじめに 光デバイスのサイズは光の回折限

界により波長程度に制限される．そのため光の

回折限界を超えられる表面プラズモンポラリト

ンを利用したプラズモニックデバイスに関する

研究が活発に行われている [1, 2]．しかし，表面

プラズモンポラリトンは損失が大きく，集積回

路をプラズモニックデバイスだけで作製するこ

とは難しい．そこで，光と表面プラズモンポラ

リトンを組み合わせて，必要な部分にのみにプ

ラズモニックデバイスを適用し，損失を抑える

ハイブリッド集積回路が検討されている [3]．光

から表面プラズモンポラリトンに結合するため

にグレーティング構造がよく用いられているが，

ハイブリッド集積回路にグレーティングを組み

込むことは難しい．我々は光デバイスとプラズ

モニックデバイスを組み合わせるために必要と

なるハイブリッドプラズモニック導波路の設計

を行い，その伝搬特性について評価を行った．

導波路構造の設計 図 1にトレンチ型ハイブ

リッドプラズモニック導波路構造を示す．導波

路のコアをシリコンとしてプラズモニック導波

路部分には金を蒸着した構造である．これによ

り金を蒸着していない部分については光導波路，

金を蒸着した部分については光導波路とプラズ

モニック導波路のハイブリッド導波路となる．

図 2に波長 1300 nm，導波路の幅 (w)が 500 nm

における光導波路とプラズモニック導波路の実

効屈折率を示す．本研究では導波路の幅 (w)を

500 nm，高さ (t)を 300 nmとして，設計したト

レンチ型ハイブリッドプラズモニック導波路の

伝搬特性の評価を行った．
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Fig. 1 Schematics of hybrid plasmonc waveguides

with trench structures.
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Fig. 2 Effective Refractive index of hybrid plas-

monc waveguides with trench structures (TWG:

traditional waveguide, PWG: plasmonic waveg-

uide).
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